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要  旨 
 
 目的：近年、社会の高度情報化に伴い、情報記憶媒体への大容量化・高記録密
度化が求められている。中でもHDDの面記録密度の増加は著しい。従来の面内
磁気記録方式では、磁性粒子を小さくする必要があるが、自己減磁作用、熱揺ら
ぎ、媒体ノイズ等の問題が生じている。また、磁気ヘッド浮上量低減による媒体
の耐磨耗性の必要性もある。そこで、現在では、垂直磁気記録方式、高磁気異方
性材料、ナノコンポジット薄膜といった研究が盛んに行われている。このような
背景のもとで、本研究では、新しい高耐磨耗性・高密度磁気記録媒体用磁性薄膜
の実現を目指して、高硬度、耐磨耗、耐熱、化学安定性に優れる TiN材料と、高
結晶磁気異方性をもつ FePt 規則合金とを組み合わせた FePt-TiN ナノコンポジ
ット薄膜を作製し、その構造・磁性について調査研究した。 
 
 実験方法：本研究では、反応性スパッタ法により Fe/Pt 比の異なる 2 種類の
FePt-TiN ナノコンポジット薄膜を作製した。ターゲットには Ti 面積が一定で
Feと Ptの面積比の異なった 2種類の Fe,Pt,Ti複合型ターゲットを用い、基板に
は石英ガラス、スパッタガスには Arガス、反応性ガスには N2ガス、をそれぞれ
用いた。到達圧力を 1.33×10-4Pa、N2ガス分圧を 6.7×10-4Pa、Ar ガス圧力を
1.6×10-1Paとし、基板温度室温で 120分間スパッタした。その後、真空アニー
ルを行い、触針型表面粗さ測定機による膜厚測定、X線光電子分光法による元素
組成分析、X線回折法による結晶構造解析、透過電子顕微鏡観察法によるより微
細な結晶構造解析、振動試料型磁力計による磁化曲線測定を行った。 
 
 実験結果：作製した FePt-TiN ナノコンポジット薄膜の組成は、Fe/Pt 比≒1
（Fe43Pt37(TiN)20）、Ptリッチ（Fe27Pt56(TiN)17）であった。Fe/Pt比≒1薄膜、
Ptリッチ薄膜ともに、as-depo膜はアモルファスで、真空アニール温度の上昇に
ともない結晶性は向上し、その後薄膜内の FePt相が fct（L10 面心正方）構造
に規則化した。800℃の真空アニール後の規則度 Sは、Fe/Pt比≒1薄膜で 0.3、
750℃の真空アニールでも高い度合いの規則化を起こすPtリッチ薄膜で 0.9であ
った。また、Fe/Pt 比≒1 薄膜、Pt リッチ薄膜ともに、as-depo膜は膜面内に磁
化容易軸をもつ軟磁性薄膜で、真空アニール温度の増加につれて Fe/Pt比≒1薄
膜は徐々に、Ptリッチ薄膜は急激に保磁力が増加した。これは、FePt相の規則
化の度合いによると考えられる。以上のことから、Fe/Pt 比≒1 薄膜と比べ、Pt
リッチ薄膜はより低い真空アニール温度で規則化する傾向があるといえる。さら
に、750℃の真空アニール後の Ptリッチ薄膜では、垂直磁気異方特性の向上が見
られた。これは、薄膜面に垂直方向に沿った柱状構造粒子の形成によるものであ
る。 
